 XLVII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС,  16 – 20 марта 2020 г.

ОСАЖДЕНИЕ ДОПИРОВАННЫХ МЕТАЛЛАМИ АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПЛЕНОК С ПОМОЩЬЮ РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ [footnoteRef:1]*) [1: *)  DOI – тезисы на английском] 
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Алмазоподобные пленки (АПП) находят широкое применение из-за своих уникальных физических свойств, таких как  химическая инертность, износостойкость, теплопроводность, широкая запрещенная зона, низкое пороговое напряжение для полевой электронной эмиссии и др. Получаемые свойства АПП зависят от внутренней кристаллической структуры и наличия примесей в получаемых покрытиях [1-3]. В частности, эффект обратимого резистивного переключения [4] в нанокомпозитах (НК) на базе АПП [5] позволяет использовать их при разработке элементарных ячеек энергонезависимой памяти (мемристоров). Переключение в данном случае происходит под действием внешнего электрического поля за счет локального изменения типа гибридизации в пленке, а также электромиграцией анионов (кислорода) и катионов (примеси металлов) [6]. Подобные НК в составе структуры «металл-диэлектрик-металл» элементов имеют ряд преимуществ по сравнению с существующими НК на базе оксидов металлов [7-8], эти преимущества в основном связаны с уникальным свойствами АПП.
В работе разработана и апробирована простая методика получения АПП с примесью меди путем распыления ионами аргона в разряде с полым катодом [9-11] поверхности комбинированного катода, формирующегося за счет химического осаждения на поверхность медного цилиндра АПП PECVD-методом за счет небольшой примеси в рабочем газе пропана. Небольшая (до 1:1000) примесь пропана при давлении плазмообразующего газа 40 Па слабо влияет на параметры плазмы, однако позволяет варьировать относительное содержание меди в АПП.
Данная методика представляется перспективной для получения НК на базе АПП не только с примесью меди, но и других металлов. Плавная регулировка парциального давления пропана и напряжения разряда (энергии ионов) позволит подобрать необходимые режимы нанесения в соответствии с коэффициентом распыления необходимого металла. 
Работа выполнена в рамках государственного задания и частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты № 18-29-19047 и 18-38-00884)
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